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１．概要（Summary） 

静電気力を利用したデバイスは，微小な粒子をハンドリ

ングする上で多くの利点を持つ．今回，静電デバイスとし

て，①自己修復電気配線デバイスと，②宇宙環境上ダス

ト用の静電クリーニングデバイスの作成に取り組んだ． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ウエハスピン洗浄装置，レジスト塗布装置，露光装置

（ステッパー），電子線蒸着装置，レーザー直接描画装置，

ウエハスピン洗浄装置 

【実験方法】 

①Φ4"TEMPAX ウエハ上にレジストを塗布し，以前の

作業で作製したマスクと露光装置（ステッパー）を用いて

露光し，現像を行った．現像後，電子線蒸着装置を使用

して，TEMPAX 上に Au/Ti 膜を蒸着し，リフトオフを行う

ことで，金配線パターンを作製した． 

②レーザー直接描画装置を使用して回路パターンを描

画して，現像，Cr エッチング，レジスト除去，ウエハスピン

洗浄装置を用いた洗浄のプロセスにより，6"マスクブラン

クス（石英）によるマスクを作成した． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

①作製した自己修復電気配線デバイスについて，断線

させた金配線をFig. 1に示す．所望の断線状態を再現す

ることに成功し，それらを用いて静電気力と金ナノ粒子を

利用した断線修復実験が可能であり，断線状態が修復性

能に及ぼす影響を確認した． 

②ITO 膜を使用したダストクリーニングデバイスを作成

するためのマスクを作製し，それが設計した通りの渦状パ

ターンを持つことを確認した (Fig. 2)．今後のプロセスで

このマスクを使用して ITOパターンを作製する． 
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Fig. 1 Fabricated pattern of gold electrodes with 

cracks and the enlarged view of a crack. 

 

Fig. 2 Fabricated mask used for a following 

etching-process to create an electrostatic dust 

cleaning system. 
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